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GAMMA 10/PDX ダイバータ模擬実験モジュールにおけるマイクロ波干渉計を用いた
水素ガスと窒素及びネオンガスの重畳入射時の電子密度変化計測

Measurements of the Electron Density using Microwave Interferometer
in Divertor Simulation Module of GAMMA 10/PDX
during Nitrogen and Neon Seeding with Hydrogen
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1 はじめに
核融合炉のダイバータ板に集中する高熱負荷が問
題となっており、その解決策として非接触プラズマの
形成が有効と考えられている。近年の研究では窒素介
在の分子活性化再結合(N-MAR)に起因した粒子束の
低減が指摘されている [1]。GAMMA 10/PDXのダイ
バータ模擬実験モジュール(D-module)においても水
素窒素重畳入射時にイオン粒子束の大きな低下が観測
されている [2,3]。また、水素の単体入射時には電離フ
ロントがガス圧力の上昇とともに軸方向上流へとシフ
トする様子も観測されており [4]、N-MARを伴う非接
触プラズマ形成時においてもその時空間的挙動が注目
される。そこで本研究ではD-moduleプラズマ軸上に
設置したマイクロ波干渉計で得られる平均電子密度に
着目し、その時間変化を調べるため実験を行った。
2 実験方法
本研究ではミラー型プラズマ閉じ込め装置GAMMA

10/PDXの開放端磁場領域に設置されたダイバー
タ模擬実験モジュール(D-module, Fig. 1)において
Fig. 1(a)、(b)に示すように、モジュール内のV字ター
ゲット板間に経路を持つマイクロ波干渉計 [5]を用い
て、ガス入射時の平均電子密度計測を行った。また、
同時に静電プローブや分光計測器、高速度カメラを用
いた。I-portより入射させた水素ガスに、U-portより
窒素、水素及びネオンを水素ガス圧に対し一定の割合
で重畳して入射させた際の非接触プラズマ形成過程を
観測した。
3 結果および考察

Fig. 2にガス入射時の(a)平均電子密度と(b)Hα線と
Hβ線の強度比の時間発展を示す。D-module内へのガ
ス入射によりt ≃ 280msよりロールオーバーが観測さ
れ、窒素重畳入射時は水素、ネオン重畳時に比べて電
子密度の減少幅が大きいことが分かる。また、ほぼ同

じタイミングでHα/Hβ強度比の増加が抑制されており
電子密度の低下はN-MARによる再結合過程の変化と
正確に対応していることが明らかになった。講演では
他の計測機器から得られたデータを含めて時空間分布
の変化について詳細に議論する予定である。

Fig. 1: D-module概略図及びマイクロ波干渉計の経路図(赤線),
(a)側面図,　(b)上面図

Fig. 2: (a) : マイクロ波干渉計の平均電子密度
(b) : USB2000+分光器のHα線とHβ線の強度比時間発展
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